









                                      様式３ 
論  文  内  容  の  要  旨  











膜の疲労き裂進展特性と進展機構を検討した．疲労き裂進展速度da/dNは，最大応力拡大係数Kmax ≥ 4.5 MPam
1/2ではKmax
に支配され，応力比Rに関わらず引張破壊モードで進展した．一方，Kmax < 4.5 MPam
1/2では，Rが小さいほどda/dNが大












 第5章では，疲労き裂進展に及ぼす膜厚効果を検討した．膜厚約100 nmの自立銅ナノ薄膜のda/dNは，膜厚約500 nm
に比べて概して大きく，膜厚約500 nmの下限界値以下でも疲労き裂が進展した．しかし，疲労き裂は，しばしば停留
した．き裂は，3双晶境界に沿った粒内，3双晶境界に沿わない粒内および粒界を進展し，膜厚約500 nmに比べて入
込み・突出しの形成頻度が減少した． 
 第6章は結論であり，本論文で得られた成果を総括し，今後の研究の方向性を議論した． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


